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Zadani disertac¢ni prace

pro Mgr. Miroslavu Holou

Nazev:
Pokrocilé interferometrické metody pro souradnicové odmérovani

Popis prace:

Studentka navaze na problematiku méfeni a kompenzace vlivu indexu lomu
vzduchu v interferometrickych dimenziondlnich méfenich, ktera byla jejim
tématem diplomové prace. Téma doktorské dizertatni prace bude zahrnovat
v §irSim smyslu obor interferometrie délkovych méfeni se zamétenim na viceosé
soufadnicové meéftici systémy. V ramci prace bude cilem ndvrh, realizace a
vyhodnoceni funkce interferometrickych méficich sestav pro rizné méfici
konfigurace. Soucasti prace bude téz feSeni souvisejicich problémt, stabilizace
frekvence laserovych koherentnich zdrojii zéfeni pro interferometrii, méfeni a
vyhodnocovani interferencniho signalu a technologie vyroby optickych
komponenttl a soustav.

Skolitel: Doc. Ing. Josef Lazar, Dr.
Obor studia: ?

Predpokladané vyuziti doktorandky ve védeckych projektech:

Prace vramci naplné projektu bude probihat na UPT AV CR, kde je téma
diserta¢ni prace podpofeno projektem: TACR TA02010711 ,Pokrogilé
interferometrické systémy pro métfeni v nanotechnologiich a projektem Centra
kompetence: TACR TE01020233 , Platforma pokro¢ilych mikroskopickych a
spektroskopickych technik pro nano a mikrotechnologie®.

Projekt (TE01020233/Platforma pokrocilych mikroskopickych a spektroskopickych technik pro nano a
mikrotechnologie) je feSen s finanéni podporou TA CR.
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Téma 1:

Nazev prace:
Pokrocdilé syntetické difraktivni struktury.
Advanced synthetic diffractive structures

Typ prace: diplomova nebo disertacni

Popis naplné prace:

Vénujte se teoreticky a poté experimentdlné vyvoji novych typi uméle
zapisovanych difraktivnich struktur pomoci elektronové litografie. Dlraz bude
kladen na analyzu struktur obsahujicich tzv. blejzované miiZzky a na prvky
obsahujici subdifraktivni struktury, které by S§ly vhodné pouzit v bezpecnostni
holografii.

Cile prace:

Teoreticky rigordzni rozbor difrakce na syntetickych difraktivnich strukturach,
porovnani s experimentem a redlnymi vyrobnimi moZnostmi zapisu. Navrh
pokrocilych struktur tohoto typu pro uziti v bezpe¢nostni holografii.

Zakladni literatura:

Born M., Wolf E.: Principles of Optics, Pergamon Press, New York 2005.
Lipson S. G. et al.:Optical Physics.Cambridge University Press, Cambridge
1995.

Vedouci prace: Ing. Libor Kotacka, Ph.D.

Téma 2:

Nazev prace:
Submikronové struktury v moderni fotonice.
Submicron structures in modern photonics

Typ prace: diplomova nebo disertacni

Popis naplné prace:

Vénujte se aplikatnim moZnostem pokrocilych struktur s rozliSenim
jednotlivych elementli pod jeden mikrometr, které lze vyuzit v aplikované
fotonice pro Ucely telekomunikaci a difraktnivni optiky. Takové struktury budou
vyrabény pfedevsim elektronovou litografii a nasledné priimyslové replikovany.

Projekt (TE01020233/Platforma pokrocilych mikroskopickych a spektroskopickych technik pro nano a
mikrotechnologie) je feSen s finanéni podporou TA CR.
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Cile prace:

Ptiprava a analyza vybranych fotonickych struktur, u kterych jsou rozméry
jednotlivych stavebnich prvki typicky ve stovkach nanometri. Ovéteni principt
pomoci simula¢nich vypoctl a uréeni vyrobnich moZnosti a toleranci.

Zakladni literatura:

Born M., Wolf E.: Principles of Optics, Pergamon Press, New York 2005.
Lipson S. G. et al.:Optical Physics.Cambridge University Press, Cambridge
1995.

Saleh B. A. A., Teich M. C.: Fundamentals of Photonics. Wiley, New Jersey
2007.

Vedouci prace: Ing. Libor Kotacka, Ph.D.

Téma 3:

Nazev prace:
Matematické metody pro syntetickou holografii.
Mathematical methods for synthetic holography

Typ prace: diplomova

Popis naplné prace:
Vénujte se vyvoji a optimalizaci matematickych a programovych postupll pro
fizeni datové ptipravy slozitych expozi¢nich uloh v elektronové litografii.

Cile prace:

Vyvoj novych fidicich postuptt vhodnych pro fizeni expozic elektronovym
litografem. Optimalizace postupil s ohledem na praktické moznosti zapisu
litografii. Dlraz na zaznam pokrocilych difraktivnich struktur.

Zakladni literatura:
Lipson S. G. et al.:Optical Physics.Cambridge University Press, Cambridge
1995. Interni dokumenty firmy Optaglio, s.r.o.

Vedouci prace: Ing. Libor Kotacka, Ph.D.

Projekt (TE01020233/Platforma pokrocilych mikroskopickych a spektroskopickych technik pro nano a
mikrotechnologie) je feSen s finanéni podporou TA CR.
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Nazev prace:
Pokrocilé techniky frekven¢ni stabilizace laser.
Advanced techniques of laser frequency stabilization

Typ prace: diplomova

Popis naplné prace:

Pevnolatkové Nd:YAG lasery se zdvojnasobenim optické frekvence (A=532 nm)
jsou velmi perspektivnim zdrojem zéafeni pro laserovou interferometrii a
nanometrologii délek. Jednim z klicovych parametrii ovlivitujicich piesnost
odmétfovani vzdalenosti interferometrem je stabilita vlnové délky pouZzitého
laserového zdroje. Prace bude zaméfena na praktické laboratorni experimenty
frekvencni stabilizace laserti s vyuZitim metod laserové spektroskopie v parach
molekularniho jodu.

Cile prace:

Cilem diplomové prace je navrh a realizace experimentu pro frekvencni
stabilizaci Nd:YAG lasert pomoci spektroskopickych technik, k dispozici bude
vybaveni a zazemi laboratoii Ustavu pfistrojové techniky AV CR, v.v.i.

Diplomova prace musi obsahovat:
popis a srovnani metod frekvencni stabilizace lasert,
navrh optické sestavy,
realizace experimentu,
analyza dosaZenych parametru.

Zakladni literatura:

Wolfgang Demtréder: Laser Spectroscopy: Basic Concepts and Instrumentation,
Springer-Verlag, Berlin, 2nd edn. 1996

Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich: Fundamentals of photonics, Wiley-
Interscience, 2nd edn. 22. 2. 2007

Vedouci prace: Ing. Jan Hrabina, Ph.D., Ustav piistrojové techniky AV CR,
V.V.i.

Projekt (TE01020233/Platforma pokrocilych mikroskopickych a spektroskopickych technik pro nano a
mikrotechnologie) je feSen s finanéni podporou TA CR.
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Nazev prace:
Navrh preparacni komory pro UHV SEM/SPM
mikroskop.
Design of the preparation chamber for UHV SEM/SPM
microscope

Typ prace: bakalaiska nebo diplomova

Popis naplné prace:
Navrh preparaéni komory pro ptipravu vzorki pro UHV SEM/SPM mikroskop
vcetné zatizeni pro manipulaci se vzorky, ohfevu vzorkl a zakladaci komory.

Cile prace:

Navrhnéte UHV prepara¢ni komoru pro piipravu vzorkii pro UHV SEM/SPM
mikroskop firmy Tescan.

Adaptace transportniho systému vzorkl firmy Specs pro tuto komoru.

Navrh manipulatoru véetné ohfevu vzork.

Navrhnéte komoru pro zakladani vzorkl bez poruseni vakua.

Zakladni literatura:
Roth, Vacuum Technology, New York 1996.

Vedouci prace: Ing. Petr Babor, Ph.D.

Nazev prace:
Navrh komory pro pripravu a modifikaci vzorkia pro
ultavakuovy elektronovy mikroskop
Design of the preparation chamber for UHV SEM/SPM
microscope

Typ prace: bakalafska prace, diplomové prace

Popis naplné prace:

Navrhnéte komoru pro pfipravu a modifikaci vzorkli pro ultravakuovy
elektronovy mikroskop (UHV SEM). Soucasti komory bude manipulator vzorkt
umoznujici ohfev na teploty az 1300 °C. Manipulator bude umoziovat transport
vzorkli do analytické komory. Soucésti komory budou rovnéz pfistroje
umoznujici ¢isténi vzorki,jako jsou napt. zdroj atomarniho kysliku nebo nizko-
energiovy iontovy zdroj. Komora by méla umoZznovat fizené napousténi plyna a
depozici riznych materialti pomoci eftiznich cel.

Projekt (TE01020233/Platforma pokrocilych mikroskopickych a spektroskopickych technik pro nano a
mikrotechnologie) je feSen s finanéni podporou TA CR.
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Cile prace:
Navrhnéte komoru pro ptipravu a modifikaci vzorki pro UHV SEM v prostiedi
programu SolidWorks.

Zakladni literatura:
Roth, Vacuum Technology, New York 1996.

Vedouci prace: Ing. Petr Babor, Ph.D.

Nazev prace:
Modelovani stinéni magnetického pole v UHV systémech
Modelling of the shielding effects in the UHV systems

Typ prace: diplomova prace

Popis naplné prace:

Rusivé magnetické pole, které vstupuje nebo je pfitomno v komote analytickych
piistrojii, zplisobuje sniZeni prostorového rozliSeni. Toto magnetické pole lze
stinit vybérem vhodnych materialt pti konstrukci ptistroje a pouzitim vhodnych
magnetickych materiald jako stith. Prace se bude zabyvat vybérem vhodnych
konstrukénich materidli snizujicich intenzitu rusivého magnetického pole a
navrhem vhodného prostorového uspotdddni magnetickych Stitdh pro
ultravakuovy elektronovy mikroskop (UHV SEM) se skenovacim sondovym
mikroskopem (SPM). Pfi ndvrhu moznych feSeni budou vyuzivany simulace
magnetickych poli.Vybrané materidly a konstruk¢ni feSeni musi byt ultavakuové
kompatibilni. Soucasné¢ musi byt splnény pozadavky z hlediska vibraci,
opracovatelnosti povrchu apod.

Cile prace:

Proved’te reSers$ni studii moznosti stinéni magnetického pole v ultravakuovych
systémech.

Navrhnéte moznd feSeni stinéni magnetického pole v UHV aparatufe pro
SEM/SPM mikroskop.

Studujte vliv tvarovych detailit UHV komory na u¢innost stinéni.

ZaKkladni literatura:

Roth, Vacuum Technology, New York 1996.

Sedlak, Stoll, Elektfina a magnetismus, Academia Praha, 1993
Harika, Teorie elektromagnetického pole, SNTL, Praha 1975

Vedouci prace: Ing. Petr Babor, Ph.D.

Projekt (TE01020233/Platforma pokrocilych mikroskopickych a spektroskopickych technik pro nano a
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Nazev prace:
Navrh ultravakuového detektoru sekundarnich elektronii.
Design of the secondary electron detector

Typ prace: — bakalarska prace

Popis naplné prace:

Detektory sekundarnich elektronit (SE) se pouzivaji pro zobrazovani
zkoumanych vzorkd v elektronovych mikroskopech. Sekundéarni elektrony
vznikajici pfi interakci elektronového svazku s povrhem vzorku a jejich detekci
lze ziskat informaci o topografii a rozliSit rizné druhy materidlu. SE detektory
jsou pouzivany pro zobrazovani ve vétSing elektronovych mikroskopech. Navrh
SE detektoru spociva v adaptaci soucasného SE detektoru pouZzivané¢ho ve
vysokém vakuu (HV) pro funkci v ultravakuu (UHV). Vyvinuty detektor se
muzZe stat soucasti ultravakuového mikroskopu vyvijeného firmou Tescan.

Cile prace:
Proved’te reSerSni studii dostupnych SE detektortt vhodnych pro UHV.
Navrhnéte UHV SE detektor na bazi HV SE detektoru.

Zakladni literatura:

Roth, Vacuum Technology, New York 1996.

Sedlak, Stoll, Elektfina a magnetismus, Academia Praha, 1993

Harika, Teorie elektromagnetického pole, SNTL, Praha 1975

Lencova, Lenc, Optika iontovych svazkili. V knize Metody analyzy povrchi.
Praha : Akademia, 2002. s. 65-102.

Vedouci prace: Ing. Michal Palenicek (Skolitel specialista xx Tescan?)

Nazev prace:
Elektronova litografie pri vysSich napétich
E-beam lithography at high energies

Typ prace — bakalatska, diplomova
Popis naplné prace:

Studium vlivu energie svazku na citlivost rezistu pro rizné typy a tloustky,
piipadné vliv proximity efektu na expozici malych struktur. Analyza specidlnich

Projekt (TE01020233/Platforma pokrocilych mikroskopickych a spektroskopickych technik pro nano a
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technik ve vysokonapétoveé litografii. Experimentalné srovnat pouzivané resisty
(PMMA, HSQ).

Cile prace:

ReserSe literatury, ptehled metod ELG pro vyS$i napéti. Popsani vhodnych
technik na zékladé provedenych experimentli pro dosazeni pouzivanych struktur
vcetné vybéru vhodnych rezisti (PMMA, HSQ,...).

Zakladni literatura:
SPIE Handbook of Microlithography, Micromachining and Microfabrication,
Volume 1: Microlithography, ed. Raichodhouri, SPIE 1997 (viz téz

http://www.cnf.cornell.edu/cnf spietoc.html).

Vedouci prace: Michal Urbanek (David Skoda), (3kolitel specialista xx
Tescan?)

Nazev prace:
Optimalizace litografického procesu pro gaussovsky svazek

Typ prace — bakalaiska, diplomova

Popis naplné prace:
Urceni optimdlni velikosti stopy a proudu elektronového svazku. Korekce
expozice pii vytvareni Car a ploSnych tutvart. Problematika nabijeni pii expozici.

Cile prace:
Reserse literatury, prehled metod ELG pro vyssi napéti.

Zakladni literatura:

SPIE Handbook of Microlithography, Micromachining and Microfabrication,
Volume 1: Microlithography, ed. Raichodhouri, SPIE 1997 (viz téz
http://www.cnf.cornell.edu/cnf spietoc.html).

E. H. Mulder: On the throughput optimization of electron beam lithography
systems. Dissertation, TU Delft 1991, 240 stran.

Vedouci prace: Michal Urbanek (David Skoda), (3kolitel specialista xx
Tescan?)

Nazev prace:
Rychly zatmivaci systétm pro rastrovaci elektronovou
mikroskopii a litografii

Projekt (TE01020233/Platforma pokrocilych mikroskopickych a spektroskopickych technik pro nano a
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Fast beam blanker for SEM and e-beam lithography
Typ prace - diplomova, bakalatska prace

Popis naplné:

Ptehled literatury o chovani zatmivaciho systému (blanking systém) s vysSi
frekvenci (minimalné 50 MHz) pro elektronovou litografii s vyssi energii svazku
(50 a 100 keV) UrcCete vliv zatmivani na chovani systému (vliv chromatické
vady, minimalni posun stopy) a jeho optimalni polohu.

Cile prace:
Névrh zatmivaciho systému.

Zakladni literatura:

E. H. Mulder: On the throughput optimization of electron beam lithography
systems. Dissertation, TU Delft 1991, 240 stran.

M. Gesley et al., Electrodynamics of fast beam blankers. J. Vac. Sci. Technol.
11, no. 6, 1993, 2378-2385.

Vedouci prace: Michal Urbanek (Skolitel specialista Petr Sytaif, TESCAN)

Nazev prace:
Linearni posuv pro UHV manipulator
Linear motion for UHV compatible manipulator

Typ prace — diplomova, bakalatska prace

Popis naplné:

Ptehled soucasného stavu feSeni dané problematiky. Navrh bezvillového
linearniho posuvu pro ultra-vysoké vakuum. Vytvofeni vyrobni dokumentace,
kompletace a testovani navrzeného posuvu v realnych podminkdch UHV.
Studium problematiky UHV s ohledem na mechaniku, vyvoj nového
konstruk¢niho feSeni.

Literatura:

SPIE Handbook of Microlithography, Micromachining and Microfabrication,
Volume 1: Microlithography, ed. Raichodhouri, SPIE 1997 (viz téz
http://www.cnf.cornell.edu/cnf spietoc.html).

Vedouci prace: Petr Babor, Zdenck Novacek? (Skolitel specialista Pavel
Dolezel - Tescan)

Projekt (TE01020233/Platforma pokrocilych mikroskopickych a spektroskopickych technik pro nano a
mikrotechnologie) je feSen s finanéni podporou TA CR.



